《钴铬铂硼溅射靶材》

标准制订编制说明
1、 工作简况
(1) 任务来源
1.1计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、 编制组成员（单位）
根据2019年10月全国有色金属标准化技术委员会《关于召开全国有色金属标准化技术委员会正式成立20 周年纪念大会暨第五届有色标委会换届会议及2019 年度年会的通知》（有色标委〔2019〕64 号）的要求，有色行业标准《钴铬铂硼合金溅射靶材》项目由全国有色金属标准化技术委员会贵金属分标委归口，项目计划编号：工信厅科函〔2019〕126 号2019-0188T-YS, 项目周期为24个月， 完成年限为2021年8月，项目起止时间为2019年10月～2021年8月，标准起草单位为：贵研铂业股份有限公司。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。有色行业标准项目《钴铬铂硼合金溅射靶材》由：贵研铂业股份有限公司、有色金属技术经济研究院等单位共同制订。
1.2项目编制组单位变化情况
编制过程中项目编制组单位无变化。
(2) 主要参加单位和工作成员及其所作的工作
2. 1主要参加单位情况
标准主编单位贵研铂业股份有限公司在标准的制定和编制过程中，积极主动收集国内外的相关标准、研究资料和文献，到有代表性企业、高校和研究机构进行调研，根据了解到实际情况，编写试验报告模板，试验方案等，公司能够带领编制组成员单位认真细致制订标准文本，征求多家企业、高校的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。
有色金属技术经济研究院。主要指导了标准的修订、培训，承担了标准中编写指导、检查、建议工作，为标准技术要求部分提供有力保障。
2.2主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1 主要起草人及其工作职责
	起草人
	工作职责

	谭志龙，闻明，郭俊梅，陈家林，王传军，管伟明，许彦亭，朱武勋
	负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调、试验验证

	向磊
	标准编写材料的检查、修改、以及部分内容编写


(3) 主要工作过程
1、预研阶段
1. 1第一次标准调研
2018年10月~2019年8月，标准起草单位贵研铂业股份有限公司通过邮件等方式与相关用户单位进行了第1次现场调研，具体内容为：了解CoCrPtB等溅射靶材的应用场景及技术要求，与企业技术人员讨论了产品相关纯度、成份、物理性能等与下游客户产品性能的可能管理关系，进一步理顺技术标准的具体内容及判定标准，根据此次调研情况，由主编单位整理并修订形成标准讨论稿。
2、立项阶段
2019年10月，贵研铂业股份有限公司向全体委员会议提交了《钴铬铂硼溅射靶材》标准项目建议书、 标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意有色行业标准制订立项。由秘书处组织委员网上投票，投票通过后转报国标委，并挂网向社会公开征求意见。
2019年10月，有色金属标准化技术委员会下达了制订《钴铬铂硼溅射靶材》行业标准的任务，计划号为工信厅科函〔2019〕126 号2019-0188T-YS, 完成年限为2021年8月， 技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。
3、起草阶段
3. 1召开标准进度汇报及进度协调会
2019年10月山东泰安，在山东泰安召开了《钴铬铂硼溅射靶材》有色行业标准YS/T15078-20XX 任务落实会，根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，确定了标准制订的主要参与单位为贵研铂业股份有限公司、有色金属技术经济研究院。会后由标准主编单位根据会议内容进行修改，提供标准草稿给参与单位，形成标准讨论稿。
根据此次会议精神，标准编制组及时修改标准讨论稿, 形成《钴铬铂硼溅射靶材》征求意见稿，同时， 编制组根据 《征求意见稿》规定的性能要求及试验方法启动了试验验证。
有色金属技术经济研究院负责制定订的指导，贵研铂业股份有限公司负责标准的制订，同时还征求了标准的部分使用研究结构的意见。
4、征求意见阶段
4. 1标准征求意见会议
5、审查阶段
5. 1标准技术专家审查会议
5. 2委员审查会议
6、报批阶段
2、 标准编制原则
磁记录领域用稀贵金属溅射靶材制备技术的发展与磁记录技术的发展密切相关。目前，机械硬盘(HDD)仍然以垂直磁记录（Perpendicular Magnetic Recording）技术为主，相关的瓦记录技术(Shingled write and two Dimension Read & Signal Processing)、热辅助磁记录技术（Heat Assisted Magnetic Recording）等技术仍然处于实验室阶段。随着存储密度的不断提高，垂直磁记录技术的机械硬盘的膜层已由过去的6~9层发展到了现在的19~23层，由过去的单碟片发展到了现在的多碟片，存储密度也由过去的几十MB/in2发展到了现在的1.0TB/in2。CoCrPtB靶材作为制备CoCrPtB记录层和CAP层薄膜的关键源材料也得到了广泛的应用。同时，随着硬盘碟片膜层结构的升级，对CoCrPtB薄膜的厚度均匀性提出了更高的要求，这样就需要CoCrPtB靶材的成份均匀性、透磁率、密度及微结构以及批次稳定性等都需要有更进一步的改善
制定行业标准的目的，主要是对CoCrPtB靶材成份、纯度、规格及性能等进行统一的规范，同时便于行业内建立统一的评价标准，有助于推动我国信息存储产业用基础材料的健康发展。标准的制定主要通过集合了高校、研究结构、信息存储用靶材厂家、测试机构等，通过文献调研、实验测试、验证，并通过大家的讨论、分析和比较，从而确定合理的标准内容。
制定过程严格安装标准制定和修订的标准技术路线开展工作。该标准的修订中主要遵循了统一性、协调性、普适性和实用性原则。具体如下：

a) 本标准按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》、GB/T 20000.1 —2014 《标准化工作指南第1 部分：标准化和相关活动的通用术语》、 GB/T 20001.4 —2015 《标准编写规则第4 部分：试验方法标准》
GB/T 1.1—2020给出的规则进行修订和起草。

b) 标准修订应考虑CoCrPtB靶材实际使用情况，实际应用的情况。

c) 标准修订应充分考虑国内外现有标准法规的统一和协调。

d）标准修订应充分考虑了CoCrPtB靶材制备方法和技术的发展和进步。

3、 标注主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
本标准制订内容如下：

（1）4.1节明确了：产品分类， 包括了单体型和焊接型两种靶材，依据来源于靶材使用机台不同对靶材结构要求不同；另外规定了靶材总体纯度为3N5,4N和4N5；明确了产品标记，对不同规格、不同纯度的靶材的标记方式进行了规定。
（2）5.1节中明确了靶材的相对密度为99%以上和平均磁透率为45%以上。
主要依据是：靶材实际应用场景以及磁控溅射工艺对靶材以上物理性能的要求，一般为客户要求，同时根据相关起草单位实际生产数据综合分析确定的。
(3) 5.2~5.3节明确了靶材主成份的化学偏差及杂质控制标准。
主要依据：（1）主要客户的技术要求，需对易产生可移动性离子的K、Na等碱金属元素含量进行规定；需对易产生界面漏电的过渡族金属Fe, Ni等元素进行规定；（2）相关起草单位对原材料、工艺技术水平等实验测试统计分析数据，需对制备中易混入粉末中的Al、Zr等元素进行规定；需对C、O、N、S、Cl等对靶材性能有重要影响的非金属元素进行规定。
（4）5.4~5.7对靶材的物理规格、表面质量、内部质量和焊接质量进行了规定
主要依据：（1）根据客户靶材应用机台的不同由供需双方确认靶材的具体尺寸规格和公差及表面光洁度等；（2）靶材作为制备薄膜材料的关键原材料，内部不允许有夹杂、分层、气孔等缺陷，同时对于焊接型靶材需严格控制焊接质量，避免靶材使用过程的导致断路或者脱靶等现象。
（5）6和7规定靶材的检验方法和检验规则，包括了取样方法，主成份、杂质的分析测试方法，保证行业内有统一的评价标准。
主要依据：结合近年来国内外接触电阻的实验研究和成果，厂家实际使用情况，发现接触电阻测量的主要误差来源于：接触压力大小、测试电流和测试时间。所以给出了这些量对接触电阻影响的主要特征，从而在测试中可以正确选择测试条件，从而减小这些因素对接触电阻数值的影响。
（6）8和9规定了靶材包装、运输、贮存及随行文件和订货单（或合同）内容等，以上主要为统一行业内对CoCrPtB靶材合同签订、包装、运输及贮存的相关规范。
4、 标准中涉及专利的情况
本标准的主要技术内容均不涉及专利。
5、 预期达到的社会效益等情况
（1） 项目的必要性简述
本标准是信息存储产业磁记录领域中十分重要的关键原材料的产品标准，该标准对于推动国家信息存储产业自主化及产业化具有重要意义和作用，是行业广泛关注的标准项目，是具有显著社会效应和经济效益的标准项目。
（2） 项目的可行性简述
随着电子信息产业的飞速发展，高技术材料逐渐由片体向薄膜转移，镀膜器件随之快速发展起来。溅射法是制备薄膜材料的主要技术之一，溅射沉积薄膜的源材料即为靶材。靶材是一种具有高附加价值的特种电子材料，在微电子半导体集成电路，薄膜混合集成电路，片式元器件，特别是硬盘、光盘、及液晶平面显示器LCD等技术领域，都需采用溅射技术以制备出各种不同材质的薄膜，来达到产品的磁、电、光、压电等性能要求。靶材作为尖端产业发展的基础技术，已得到了空前的发展，靶材市场规模日益扩大并已蓬勃发展成为一个专业化的朝阳产业。
贵研铂业股份有限公司自2008年以来针对磁记录领域用的系列关键基础材料Ru及CoCrPt系磁性溅射靶材开展了基础、应用基础等研究工作，获得了国家院所专项、省院所专项及公司重点攻关项目的支持，解决了磁性溅射靶材关键制备技术瓶颈，建立了磁性溅射靶材中试生产线，形成了一批具有自主知识产权的科技成果，发表学术论文20余篇，获授权发明专利9项，制订行业标准1项；与相关客户达成了初步合作意向。
随着我国云计算、大数据、智能制造等电子信息产业的飞速发展，对数据存储提出了更大的需求。本标准针对信息存储领域用关键基础材料磁性溅射靶材，建立行业技术标准具有规范市场行为，促进行业技术发展的重要意义。
（3） 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
在标准的制定过程中，调研了我国的电子信息产业磁记录领域中CoCrPtB靶材产品的应用，以及对于靶材制备工艺和性能的研究和生产。完全达到用户要求，具有充分的先进性、科学性、普遍性、广泛性和适用性， 其综合水平达到了国际先进水平，完全能满足国内外用户、市场及我国CoCrPtB靶材进出口的需求。利于提高我国信息存储产业用关键基础材料的国际竞争力，更有助于：（1）促进我国含贵金属磁性材料等行业的迅速发展，促进先进技术的成功转化；（2）提高我国 “智能制造2025, 工业4.0"的技术水平， 创造出国际声誉；(3)促进我国 “一带一路” 的发展战略，推动我国海外市场的发展， 同时制定高水平标准将促进一带一路沿线的贸易， 为我国贸易打开新局面；(4)促进早日规范含贵金属磁性靶材产品，采用统一标准对产品进行有效的评价，极大程度上促进产业发展。
6、 采用国际标准和国外先进标准的情况
无。
7、 与现有相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况
本标准属于其它有色金属标准体系“贵金属”类，“贵金属及其合金”系列。本标准制订时，考虑到与国际标准和规范接轨，在规范性引用文件上按我国标准体系作了调整和编辑， 并引用了国际标准已转化为我国国家标准的最新有效版本，在标准的技术要求、试验方法、检验规则标志、 包装、 运输和贮存等方面与国内相关标准协调一致，在安全性方面直接引用和贯彻执行了国家强制性标准，从技术上保证了方法使用的安全和可靠性，条文精炼表达清楚，技术要求全面、准确、科学、合理，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1. 1 的有关要求。
8、 重大分歧意见的处理经过和依据
该标准编制过程中，无重大分歧意见。

9、 标志性质的建议说明
鉴于本标准规定的接触电阻测试方法，全面覆盖了贵金属电触点材料相关的产品的接触电阻测量的一般要求，无涉及人身及设备安全的内容，不属安全性标准。根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性行业标准。
10、 贯彻标准的要求和措施建议
1、 首先应在实施前保证标准文本的充足供应， 使每个含贵金磁性靶材应用厂商以及检测机构等都能及时获得本 标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。
2、 本次制订的《信息存储产业用钴铬铂硼靶材》，不仅与生产企业有关， 而且与检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。
3、 可以针对标准使用的不同对象， 如生产厂家、质量监管等相关部门， 有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。
4、 建议本标准批准发布6个月后实施。
11、 废止现行相关标准的建议
无。
12、 其它应予说明的事项
标准在申报、立项和起草过程中，得到了全国有色金属标准化技术委员会和其他相关单位的支持、指导和帮助，在此特表示真诚的感谢！标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限应细致深入的工作未能进行，还存有许多缺憾。请与会专家代表多多赐教，好的经验、办法、建议我们一定采纳学习，以便使本标准更加完善。


贵研铂业股份有限公司
 《钴铬铂硼靶材》行业标准起草小组

2020年9 月17 日
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